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１．概要（Summary） 

本課題において、申請者らは科学研究費補助金（基盤

研究（A))「多角入射 ATR 紫外分光法によるグラフェンナ

ノコンポジットの表面電子状態の研究」（以下科研費研

究）において、コンポジットに電圧印加遠紫外分光測定に

使用する微小電極付きサファイア基板を作製した。当該

科研費研究においては、これまでにポリマーを母材として、

ナノカーボン素材を微量に加えたコンポジットにおいて、

添加によってポリマーがいかなる変化を示すかを研究し

てきた。今後、これらのコンポジットの機能発現における電

子状態の変化を調べることを次の課題と定めた。注目さ

れる機能向上としては、伝導性が一つに挙げられるが、そ

の電気伝導が機能として発現している電極上で、印加電

圧時の電子状態計測が必要である。この遠紫外分光計

測において、その測定法の特徴から試料をサファイア基

板上に設置することが必要であり、またさらに電極上にお

いてその加算効果を十分に発揮するためには、電極間隔

が小さいことが要求される。よって、本テーマの出発点とし

て、微小電極のサファイア基板上への作製を行った。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

多元 DC/RFスパッタ装置、LED描画システム 

【実験方法】 

サファイア基板を用いて基板上に Fig. 1 のような

パターンの金電極を作製した。高温焼成条件にて

HDMS を塗布し、レジスト材として AZ1500 を用い

た場合は、パターンが流れず描画可能となった。

AZ1500のレジスト塗布条件は 500 rpm(5秒)-（回転

数上昇 5秒)-5000 rpm (60秒)、でベークは 110℃×3

分で行った。LED による描画は条件だしを行い、0.3 

mm/secが最も良かった。現像時間は 60 sec。この条

件で 20 μm間隔×25本の図を用いて描画し、現像を

行ったところ、正しい図が描画された。この基板を用

いて金属を蒸着した。条件は Cr 20nm、Au 90nmで

行い、蒸着後 DMF に一日つけおき、不要部分をレジ

スト剤ごと除去した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

基板上の電極に電気が流れるかどうかをポテンシ

オメーターにより確認すると、電流が流れることが確

認できた。計画当初はサファイア基板で実績のあった

HDMS,AZ5206の組み合わせで行ったが、本実験で用

いたサファイア基板が遠紫外領域用で、表面の OH基

が少なくうまくレジストを残せなかった。遠紫外領域

用のサファイア基板では、今回の条件でうまくいくこ

とを確認することができた。 
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